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１．概要（Summary） 

本研究は、パリレン膜を利用して、三次元のマイクロ構

造を形成する技術に関するものである。MEMS（Micro 
Electro Mechanical Systems）において平面プロセスを

利用して三次元形状を構成する方法の探索は、大きな重

要性を持つものである。そこで、新しい方法としてパリレン

膜のガラス転移を利用した、構造形成方法を提案した。ま

ず、MEMS で 300 nm の薄膜シリコン上に直径 150 μm、

ビーム幅6 μm、5巻の平面スパイラル構造を構成し、この

構造を 1 μm 厚さのパリレン膜でコートしておく。この構造

に空気で Out-of-plane 方向の力を与え、立体スパイラル

形状を形成する。このとき同時に、パリレン膜のガラス転

移温度である 80～100 ℃以上の温度をかけて、約 30分

アニールする。その後、力をかけたままの状態で温度を室

温まで自然に下げることにより、パリレン膜が変形時の形

状を、力を取り除いた後でも保持することができる。これに

より、シリコン薄膜の変形構造を、パリレン膜によって支持

した立体構造を形成可能となる。 
 

２．実験（Experimental） 
ナノテクプラットフォームが有する電子線描画装置を利

用してフォトマスクを製作し、フォトリソグラフィによって

SOI（Silicon on Insulator）上にシリコンのスパイラル構

造を形成した。パリレン膜のコーティング後、窒素ガスを導

入可能となるように改造した電気炉の内部で、空気圧をか

けてスパイラルを立体変形させつつ、100～200 ℃の温

度でアニールを行った。冷却後の変形状態は、レーザ段

差計で確認した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
提案方法で、マイクロ構造がパリレン膜により支持され

ることが確認された。マイクロ構造の変形高さを指標として

評価したところ、100～200 ℃の範囲で、アニール時の温

度が高くなるほどスパイラル中心部分の高さが高くなる傾

向が得られた。また、いったんこの方法で形成した構造に、

逆方向の空気圧を与えて、アニールの手順を繰り返したと

ころ、形状の再配置が生じることがわかった。本提案方法

は、マイクロ構造上に特殊な金属などを成膜することなく、

パリレン膜を全体的にコーティングするだけで適用可能な

方法であり、マイクロ構造の立体固定化方法として広く利

用可能な技術である。 
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